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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALURGICA E DE MATERIAIS

EDITAL VMT N2 2/2025
(Processo Seletivo para Monitoria Bolsista: Compreensdo e desenvolvimento de competéncias
relativas as Propriedades dos Materiais- VMTA0004)

1. DA IDENTIFICACAO

1.1. Unidade: Escola de Engenharia Industrial Metalurgica de Volta Redonda —VEI

1.2. Departamento: Departamento: Engenharia Metalurgica e Materiais — VMT

1.3. Titulo e Cdodigo do Projeto: VMTA0004 - Compreensdo e desenvolvimento de
competéncias relativas as Propriedades dos Materiais

1.4. Disciplinas vinculadas ao Projeto: VMTO00001 - MATERIAIS; VMT00084 - MATERIAIS Il;
VMTO00109 - PROPRIEDADE DOS MATERIAIS

1.5. Professores Orientadores vinculados ao Projeto: Raphael Midea Cuccovia V. Reis

1.6. Numero de vagas oferecidas: 01 vaga (monitor bolsista)

2. DAS INSCRICOES.

2.1. Periodo: 28/03/2025 a 07/04/2025 até as 18h00.

2.2. Endereco eletronico da pagina para a inscricdo (sistemas.uff.br/monitoria): As
inscricOes serdo realizadas em duas etapas eletronicamente. Primeira etapa: através do registro
on-line dos dados pelos proprios candidatos, no endereco_https://app.uff.br/monitoria.
Segunda etapa: por meio do envio dos documentos necessdrios para a inscricdo, via
formuldrio eletronico (https://forms.gle/siyeQMi64aQ9e5g2A), a coordenagdo de
monitoria do departamento.

2.3. Pré-requisitos fixados pelo Projeto de Monitoria: Poderdo inscrever-se os alunos
aprovados na disciplina VMT00084 - MATERIAIS Il ou VMT00109 - PROPRIEDADE DOS MATERIAIS

3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DO ALUNO PARA A EFETIVACAO DA INSCRICAO
3.1. Histérico Escolar emitido pela UFF (Obrigatdrio).
3.2. Plano de estudo 2025/1 emitido pela UFF (Obrigatério).
3.3. Bonus
3.3.1 - Certiddo de nascimento do(s) filho(s), caso a candidata tenha filhos com menos de
5 (cinco) anos de idade.
A documentacdo comprobatdria devera ser enviada ao Coordenador de Monitoria, durante o
periodo de inscri¢des via formulario eletrénico https://forms.gle/siyeQMi64aQ9e5q2A .

4. DASELECAO.
4.1. Data e Horario: Prova escrita: 08/04/2025 as 11h00Omin.
4.2. Local de realizacdo: A prova escrita sera aplicada na sala B11 da Escola de
Engenharia Industrial Metalldrgica de Volta Redonda (EEIMVR) localizada na Avenida dos
Trabalhadores, n°. 420, CEP: 27255-125, Volta Redonda — RJ com duracdo de 1h e os estudantes
deverdo chegar com 5 minutos de antecedéncia.
4.3. Ementa relativa ao Projeto objeto do concurso: Propriedades Mecanicas e mecanismos
de deformac3o. Propriedades Eletrdnicas, Térmicas, Magnéticas e Opticas.
4.4. Critérios de sele¢do: O processo seletivo sera realizado por Comissdao Examinadora de
3 (trés) docentes, que indicard os candidatos habilitados, classificando-os, obrigatoriamente, em
ordem decrescente de notas para o preenchimento de vagas, atribuindo-lhes uma nota média final
entre 0,00 (zero) e 10,00 (dez). A avaliacdo constara: Prova escrita, Nota média do aluno nas
disciplinas vinculadas ao projeto e Coeficeinte de Rendimento (CR), que comporado a nota média final
com os seguintes critérios:
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1- Prova escrita: peso 7 (sete);

2- Nota média do aluno nas disciplinas vinculadas ao projeto: peso 2 (dois);

3- Coeficiente de rendimento (CR): peso 1 (um);

Deverdo ser adicionados as notas obtidas nos processos seletivos bonus de ingresso de maes
com filhos de até 5 (cinco) anos, conforme critérios descritos a seguir:

| - se a nota média das etapas do processo seletivo for igual ou superior a sete, as candidatas
que estiverem na condicdo de maes com filhos com idade até 5 (cinco) anos de idade terdo esta média
multiplicada por 1,2. A pontuacdo maxima final das candidatas, apds a aplicacao do bénus, é de 10,00
(dez).

4.5. Bibliografia indicada: CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. Ciéncia e
engenharia de materiais: uma introducdo. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 882 p. ISBN
9788521631033 ou CALLISTER, W. D. J. Fundamentos da Ciéncia e Engenharia dos Materiais: Uma
Abordagem Integrada. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

4.6. Nota minima para aprovacdo: 7,00 (sete).

4.7. Critérios de desempate (com pontuacdo):

1° - Prova escrita;

2° - Nota média do aluno nas disciplinas vinculadas ao projeto;

3° - Coeficiente de Rendimento (CR).

4.8. Data e local da divulgacdo dos resultados: O resultado final serd divulgado no sistema
de monitoria no dia 14/04/2025.

4.9. Instancias de recurso:

O prazo para a interposicao de recurso ao resultado do processo seletivo junto ao executante,
Departamento de Engenharia Metalurgica e Materiais —VMT, é de até 48 (quarenta e oito) horas ap6s
a divulgacao dos resultados, contadas automaticamente pelo Sistema de Monitoria. Os pedidos de
recurso devem ser enviados para o e-mail denisehirayama@id.uff.or com cdpia para
vmt.vei@id.uff.br . O prazo para a interposicao de recurso junto a Comissao de Monitoria é de até 72
(setenta e duas) horas apds a ciéncia do resultado da andlise do recurso interposto junto ao
executante responsavel pelo projeto.

5. DA ACEITACAO DA VAGA.

O candidato classificado no processo seletivo tera o prazo de 17/04/2025 - 18/04/2025, para
aceitar a vaga no Sistema de Monitoria. Sera considerado desistente o candidato que ndao cumprir o
prazo estabelecido.

6. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO.

Os candidatos classificados deverdo encaminhar ao endereco eletrénico da Secretaria
(vmt.vei@id.uff.br) que atende o Departamento do Curso (com <cépia para
denisehirayama@id.uff.br) o Termo de Compromisso, devidamente assinado, gerado pelo Sistema
de Monitoria apds o aceite da vaga, ou a declaracdo de que aceita as clausulas do Termo de
Compromisso no prazo de 17/04/2025 - 18/04/2025 as 18h00min.

Volta Redonda, 28 de margo de 2025.
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Prof. Claudio Rocha Lopes - SIAPE:1030020
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